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sistemas de deposicao para semicondutores compostos

Chuveiro acoplado fechado® 3 x 2 polegadas ¥ 6 x 2 polegadas

AIXTRUIN

Our technology. Your future.



Istemas MOCVD para P&D e producao em peguena escala

Chuveiro acoplado fechado® 3x2 polegadas - 6x2 polegadas

Reator CCS Flip Top (3 x 2 polegadas - 6 x 2 polegadas)

CCS tipico: escala real
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MEMORIAL DESCRITIVO / CATALOGO TECNICO

Reator CCS Flip Top — Sistema MOCVD para P&D e producédo em pequena escala

Fabricante: AIXTRON SE
Produto: Reator CCS Flip Top com Chuveiro de Acoplamento Fechado (CCS)

Configuragdes: 3 x 2 polegadas e 6 x 2 polegadas

1. DESCRICAO TECNICA

Sistema MOCVD destinado a deposi¢do de materiais para semicondutores compostos, com Chuveiro de Acoplamento
Fechado (CCS). O sistema apresenta configuracdo para pesquisa e desenvolvimento e produgdo em pequena escala, com
possibilidade de diferentes configuragfes de suporte de substratos.

2. CARACTERISTICAS E RECURSOS

» Chuveiro de acoplamento fechado comprovado (CCS).

» Aquecedor de 3 zonas.

» Alta flexibilidade para fontes opcionais de MO e hidreto.

» Controladores digitais de fluxo de massa e controladores de presséo.

* Sistema de controle avangado AixAct® com interface grafica baseada em HTML.
» Pegada compacta.

« Baixo fluxo de gas e alta eficiéncia de precursor.

« Alta flexibilidade na janela de processo para qualidade e uniformidade do material.
» Manutencéo de baixo custo.

« Crescimento uniforme e reproduzivel para diferentes sistemas de materiais.

3. APLICACOES

Aplicagbes indicadas para materiais e processos envolvendo GaN, InP, GaAs, InSbh, GalnNAs e materiais dos grupos II-VI,
conforme configuracdo do sistema.

4. CONFIGURACOES DISPONIVEIS

* 3 x 2 polegadas; 1 x 4 polegada; 1 x 3 polegada; 1 x 2 polegadas, por troca de transportadora.
* 6 x 2 polegadas; 3 x 3 polegadas; 1 x 6 polegada, por troca de transportadora.

5. OPCOES / MONITORAMENTO IN-SITU

« Ajuste dindmico da lacuna do processo.

« Kit de temperatura de superficie de até 1300 °C.

« Portfélio de monitoramento in-situ, incluindo Laytec EpiTT e EpiCurveTT.

« Dispositivo de mapeamento térmico AIXTRON ARGUS.

« Sensores de concentracdo de gas EpiSon para maior preciséo na injecdo de precursores.

6. IMAGEM DO EQUIPAMENTO



Sistemas MOCVD para P&D e producao em pequena escala

Chuveiro acoplado fechado® 3x2 polegadas - 6x2 polegadas

Reator CCS Flip Top (3 x 2 polegadas - 6 x 2 polegadas)

CCS liplco: escala real
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Documento técnico elaborado exclusivamente com as caracteristicas técnicas constantes do catélogo fornecido. Ndo contém identificagéo de
importador/exportador, nimero de LPCO, DUIMP, invoice, pedido de compra, nimero de série ou ano de fabricagdo do equipamento.




